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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-29 



1-29 



1-29 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 
1. 1 



The application pertains to a device for coating 
substrates (independent Claim 1) having a substrate 
support on which the substrate is supported such 
that the substrate surface to be coated is exposed 
and points downward and having a device for turning 
the substrate. The function of the device is 
described in the independent process Claim 22. 



To attain an even coating of the substrate surface 
to be treated, a cover is provided that can be 
fastened to the substrate support and that forms 
together therewith a sealed chamber for containing 
the substrate. 



Defined environmental conditions are thereby 
attained between the substrate support and the 
cover, through which relative movements and 
turbulence between the substrate and the gases 
located in the chamber are reduced to a minimum, 
thereby leading to a homogenous coating of the 
substrate . 

The documents cited in the search report, which are 
all considered to belong to the general prior art, 
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Wrnational application No. 
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give no definitive indication of this suggestion. 
Therefore, the subject matter of Claims 1 and 22 
appears to fulfil the requirements of PCT Article 
33(2) and (3) for novelty and inventive step. 



1.2 Dependent Claims 2 to 21 and 23 to 29 corresponding 
thereto pertain to embodiments of the subject matter 
of the claim to which they refer and therefore 
likewise fulfil the above-mentioned requirements. 
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I Grundlage des Berichts 

nicht beigefugt weii sib keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

114 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1 29 ursprungliche Fassung 
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4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-29 
Nein: Anspruche 



Erlinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -29 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -29 

Nein: Anspruche 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

1. ZuPunktV: 

1.1 Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zum Beschichten von Substraten - 

unabhangiger Anspruch 1 -, mit einem Substrathalter an dem das Substrat derart 
gehalten ist, da(3 die zu beschichtende Substratflache frei liegt und nach unten 
weist, und mit einer Einrichtung zum Drehen des Substrats. Die Wirkungsweise 
der Vorrichtung ist in dem unabhangigen Verfahrensanspruch 22 beschrieben. 

Urn eine gleichmaBige Beschichtung der zu behandelnden Substratflache zu 
erreichen, ist eine am Substrathalter befestigbare Abdeckung, die gemeinsam mit 
dem Substrathalter eine abgedichtete, das Substrat aufnehmende Kammer bildet, 
vorgesehen. 

Hierdurch werden zwischen Substrathalter und Abdeckung definierte 
Umgebungsbedingungen erreicht, wodurch Relativbewegungen und 
Verwirbelungen zwischen dem Substrat und in der Kammer befindlichen Gassn 
auf ein Minimum reduziert werden, was wiederum zu einer hom C g ene n 
Beschichtung des Substrats fiihri. 

Die im Recherchenbericht genannten Dokumente, die samtlich zum allgemeinen 
Stand der Technik zu rechnen sind, geben keine entscheidenden Hinweise fur 
diese Vorschlag. Die Gegenstande der Anspruche 1 bzw. 22 scheinen somit die 
Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) nach Neuheit und erfinderischer Tatigkeit 
zu erfullen. 

1 .2 Die jeweils zugehorigen abhangigen Anspruche 2 bis 21 und 23 bis 29 betreffen 
Ausgestaltungen des Gegenstandes des Anspruchs auf den sie sich beziehen 
und erfullen somit gleichfalls vorstehend genannte Erfordernisse. 
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2.3 Dem Gegenstand des Anspruchs 1 liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
SchlieBvorrichtung zu schaffen, bei der ein Getriebeband auf einfache Art und 
Weise, ohne separate mitbewegte Vorrichtungen, im Fliigelrahmen gespannt 
werden kann. 

2.4 Zur Losung dieser Aufgabe wird sich der Fachmann an D3 wenden, da dort die 
gleiche Aufgabe gelost wurde: Aus der D3 ist eine SchlieBvorrichtung bekannt, mit 
einem flexiblen Getriebeelement (46), wobei das Getriebeelement mittels einer 
am Flugelrahmen ortsfest angeordneten Spannvorrichtung (50) spannbar ist, 
wozu das Getriebeelement zwischen zwei Umlenkelementen (44) um ein 
Antriebsrad (42) herumgefuhrt ist, das zwischen den Umlenkelementen (44) 
innerhalb zweier Montageplatten mittels einer Rastverbindung positionierbar ist: 
Siehe Abbildungen 6 und 7 zusammen mit Spalte 5, Zeilen 20 bis 29 der 
Beschreibung. 

Wenn dci Fachmann den gleichen Zweck bei einer SchlieBvorrichtung gemaB 
dem Dokument D1 erreichen will, ist es itiir; c^ne weiteres mcglich, die Merkmale 
mit entsprechender Wirkung auch beim Gegenstand von D1 anzuwenrien. Auf 
diese Weise wurde er ohne erfinderisches Zutun zu einer Vorrichtung gemaB dem 
Anspruch 1 gelangen. 

2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) und weist damit auch kein besonderes technisches 
Merkmal im Sinne der Regel 13.2 PCT auf. 

2.6 Der Anspruch 17 bezieht sich auf die Befestigung von 
Verriegelungsbeschlagteilen und Verriegelungselementen und enthalt dagegen 
kein Merkmal das sich auf der Spannung des Getriebebandes bezieht. 

2.7 Somit kann zwischen den Gegenstanden der unabhangigen Anspruche 1 und 17 
kein technischer Zusammenhang bestehen, Regel 13.2 PCT. 

3. Die vorliegende Anmeldung erfiillt das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium 
nicht, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit beruht (Regel 65.1, 65.2 PCT): Siehe § 2.1 bis 2.5. 
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(57) Abstract 

For the uniform coating of a substrate (13) the invention provides for a device and a method for coating substrates by which the 
substrate is supported on a substrate holder (5) in such a way that a substrate surface (15) to be coated is bare and the substrate is turned 
with the substrate holder. The method and device are characterized in that a cover (20) can be fixed to the substrate holder and together 
with said substrate holder forms a closed chamber for the substrate. 



(57) Zusammenfassung 

Um eine gleichmassige Beschichtung eines Substrats (13) zu erreichen, ist bei einer Vorrichtung und einem Verfahren zum Beschichten 
von Substraten, bei dem das Substrat derart an einem Substrathalter (5) gehalten ist, dass eine zu beschichtende Substratflache (15) frei 
liegt und das Substrat mit dem Substrathalter gedreht wird, eine Abdeckung (20) am Substrathalter befestigbar, die gemeinsam mit dem 
Substrathalter eine abgeschlossene Kammer fur das Substrat bildet. 
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Vprfahren unri Vorrichtung zum Beha ndeln von Substraten 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Beschichten von Substraten, bei dem das Substrat derart a* einem Sub- 
strathalter gehalten ist, daB die zu beschichtende Substratflache frei liegt und 
das Substrat mit dem Substrathalter gedreht wird. 

Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise aus der EP-A 0 71 1 108 be- 
kannt. Diese Vorrichtung umfa&t eine Vorbelackungsstation, bei der eine nach 
unten weisende, zu beschichtende Substratflache an einem mit Lack gespei- 
sten Kapillarspalt vorbeibewegt wird, urn die Substratflache zu belacken. An- 
schlieBend wird das Substrat zu einer Schleuderstation bewegt und innerhalb 
eines Schutzrings, der dazu dient. von dem Substrat abgeschleuderte Lackre- 
ste abzuleiten, gedreht bzw. geschleudert. 

Die DE-A-195 45 573 zeigt eine Vorrichtung zum gleichmaRigen Aufbringen 
einer Lackschicht auf einem Substrat, bei der ein Substrat mit der zu be- 
schichtenden Seite nach oben weisend auf einem Drehteller aufliegt. Wah- 
rend eines Schleudervorgangs wird eine das Substrat zumindest teilweise ab- 
deckende Haube von oben mit geringem Abstand Ober das Substrat bewegt 
oder direkt auf dem Substrat positioniert. 

Aus der DE-A-92 18 974 ist ebenfalls eine Vorrichtung zum Aufbringen einer 
diinnen Schicht, wie beispielsweise eines Lacks, auf einem Substrat mittels 
einer Schleudervorrichtung bekannt. Die Vorrichtung weist einen Drehteller 
auf, auf dem ein zu beschichtendes Substrat mit der zu beschichtenden Ober- 
flache nach oben weisend angeordnet ist. Eine Haube ist von oben her auf 
dem Drehteller positionierbar, urn einen Raum zur Aufnahme des Substrats zu 
bilden. Dabei ist der zwischen der Haube und dem Drehteller gebildete Raum 
uber Durchbrechungen in dem Drehteller mit der Umgebung verbunden. Dar- 
uber hinaus sind an der Haube elastische Abdeckleisten vorgesehen, welche 
mit nach oben weisenden Kanten des Substrats in Kontakt stehen, urn einen 
Raum zwischen der Abdeckung und dem Substrat zu bilden. 
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Die US-A-5 042 421 zeigt eine Drehkopfanordnung zum Beschichten eines 
Halbleiters, mit einem Drehteller zur Auflage des Wafers und einer den Wafer 
umgebenden Scheibe, die auf dem Drehteller befestigbar ist. 

5 

Die DE-A-40 24 642 zeigt ferner einen Drehteller zur Aufnahme eines Sub- 
strats, das mittels eines Vakuums am Drehteller gehalten wird. 

Bei diesen Vorrichtungen ergibt sich das Problem, daB die durch den Schleu- 
10 dervorgang erreichte GleichmaBigkeit der Schichtdicke nicht in alien Fallen 
ausreichend hoch ist. 

DemgemaB liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung der oben genannten Art zum Behandeln von 
15 Substraten anzugeben bzw. zu schaffen, bei dem bzw. bei der eine homogene 
Beschichtung der zu behandelnden Substratflache erreicht wird. 

ErfindungsgemaB wird die gestellte Aufgabe dadurch gel6st, daft eine am 
Substrathalter befestigbare Abdeckung, die gemeinsam mit dem Substrathal- 

20 ter eine abgedichtete, das Substrat aufnehmende Kammer bildet, vorgesehen 
wird. Durch die am Substrathalter befestigbare Abdeckung werden zwischen 
dem Substrathalter und der Abdeckung definierte Umgebungsbedingungen fur 
das Substrat erreicht. Insbesondere wird innerhalb der Kammer ein stehender 
Bereich derart gebildet, daB sich die darin befindlichen Gase, wie beispiels- 

25 weise Luft gemeinsam mit dem Substrathalter und der daran befestigten Ab- 
deckung drehen. Ferner wird der Abstand zwischen der zum Substrat weisen- 
den Seite der Abdeckung wahrend des Drehvorgangs auf einem konstanten 
definierten Wert gehalten. Hierdurch werden Relativbewegungen und Verwir- 
belungen zwischen dem Substrat und in der Kammer befindlichen Gaseryauf 

30 ein Minimum reduziert, was zu einer sehr homogenen Beschichtung des Sub- 
strats fuhrt. Dabei ist es unerheblich, ob die gesamte zu beschichtende Sub- 
stratflache vorbeschichtet ist oder ob nur ein Teilbereich, wie beispielsweise 
der Mittelbereich der Substratflache vorbeschichtet ist, und die vollstandige 
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Beschichtung mittels des Drehvorgangs erfolgt. Die definierten Umgebungs- 
bedingungen fur das Substrat erlauben ferner ein gleichma&igeres und all- 
mahliches Abtrocknen eines in der Beschichtung enthaltenen Losungsmittels. 
Indem die zu beschichtende Oberflache nach unten weisend gehjalten wird, 
5 wird ferner sichergestellt, daB vom Substrat abgelostes Beschichtungsmedi- 
um nicht mit Seitenkanten oder der Ruckseite des Substrats in Kontakt 
kommt. 

Um einen guten Halt des Substrats am Substrathalter sicherzustellen, ohne 
10 die zu beschichtende Substratflache zu beeintrachtigen, weist der Substrat- 
halter eine Halteeinrichtung zum Halten des Substrats mit Unterdruck auf. 

GemaG einer bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung weist der Substrat- 
halter ferner eine Halteeinrichtung zum Halten der Abdeckung mit Unterdruck 

15 auf. Vorteilhafterweise sind die Halteeinrichtungen fur das Substrat und die 
Abdeckung mit einer gemeinsamen Unterdruckversorgung verbunden, um nur 
eine Vakuumquelle, wie z. B. eine Vakuumpumpe, vorsehen zu mussen. Da- 
bei sind die Halteeinrichtungen fur das Substrat und die Abdeckung vorzugs- 
weise unabhangig voneinander ansteuerbar, beispielsweise uber eine Ventil- 

20 einheit, da die Abdeckung nur fur den Dreh- bzw. Schleudervorgang am Sub- 
strathalter befestigt wird, wahrend das Substrat uber langere Zeiten, insbe- 
sondere auch bei einer Vorbeschichtung, am Substrathalter gehalten wird. 

Um einen gut definierten Unterdruckbereich zwischen dem Substrathalter und 
25 der Abdeckung und somit einen guten Halt zu erreichen, ist zwischen Sub- 
strathalter und Abdeckung eine Dichtung vorgesehen. 

Bei einer AusfQhrungsform der Erfindung ist im Substrathalter eine Vertiefung 
zur wenigsten teilweisen Aufnahme des Substrats vorgesehen, uber die eine 
30 Zentrierung des Substrats beziiglich des Halters erreichbar ist. Ferner kann 
die Vertiefung dem Substrat beim Dreh- bzw. Schleudervorgang seitlichen 
Halt bieten. 
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Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Zentriereinrichtung zum gegenseiti- 
gen Zentrieren der Abdeckung und des Substrathalters auf, um eine definierte 
Lage der Abdeckung zum Substrathalter sowie zum Substrat sicherzustellen. 
Fur eine kostengiinstige und einfache Zentrierung weist die Zentriereinrich- 
5 tung vorzugsweise wenigstens eine Zentrierschrage an der Abdeckung 
und/oder am Substrathalter auf. Um eine Unwucht und eine seitliche Ver- 
schiebung der Abdeckung beziiglich des Substrathalters bei der Drehung 
desselben zu verhindern, ist die Abdeckung vorzugsweise zu einer Mittelach- 
se symmetrisch. 

10 

Bei einer besonders bevorzugten Ausftihrungsform der Erfindung ist im 
AuSenbereich des die Kammer definierenden Teils der Abdeckung eine Aus- 
sparung vorgesehen, um einen ausreichenden Raum fur abgeschleuderte 
Lackreste zu bilden. Die Ausbildung der Aussparung im AuBenbereich stellt 

15 sicher, daB die Lackreste durch die beim Drehen entstehenden Zentrifugal- 
krafte sicher aus dem Bereich des Substrats und auch des Substrathalters 
weg geleitet werden, um sie vor Verunreinigungen zu schutzen. Dabei ver- 
jtingt sich die Aussparung vorzugsweise nach au&en derart, dad die zum 
Substrathalter weisende Seite abgeschragt ist. Hierdurch wird die Ableitung 

20 des Lacks vom Substrat und vom Substrathalter noch verbessert. 

Bei einer weiteren besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
die Abdeckung zu ihrer horizontalen Mittelebene symmetrisch, und es ist eine 
Einrichtung zum Wenden der Abdeckung vorgesehen, so daU die Abdeckung 

25 in einer ersten Position und in einer um 180° gewendeten Position einsetzbar 
ist. Vorzugsweise ist eine hohenmaBig verstellbare Aufnahme zum Halten der 
Abdeckung vorgesehen, um diese zwischen den Drehvorgangen, bei denen 
sie an dem Substrathalter befestigt ist, zu halten. Um eine Reinigung der Ab- 
deckung wahrend oder zwischen den jeweiligen Schleudervorgangen zu/er- 

30 moglichen, ist eine Spiil- und/oder Trocknungsvorrichtung for die Abdeckung 
vorgesehen. Das Spulen und/oder Trocknen verhindert eine Verunreinigung 
des nachfolgend zu behandelnden Substrats durch an der Abdeckung anhaf- 
tende Verunreinigungen. Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der 



PCT/EPOO/00380 
WO 00/48744 

5 

Erfindung ist die Spul- und/oder Trocknungsvorrichtung Teil der Aufnahme 
und weist wenigstens eine auf die Abdeckung und/oder die Aussparung ge- 
richtete Duse auf. Das Richten einer Duse auf die Aussparung ist besonders 
vorteilhaft, da sich - wie oben ausgefuhrt - Lackreste bevorzugUn diesen 

5 Aussparungen ansammeln und diese mit der Zeit ausfullen wurden, wenn sie 
nicht gereinigt wurden. Vorzugsweise ist wenigstens eine Duse mit einem ein 
L6sungsmittel enthaltenden Spiilfluid beaufschlagbar, urn die Lackreste zu 
entfernen. Nach der Spulung wird vorzugsweise ein Trocknungsfluid uber die- 
selbe Oder eine weitere Duse auf die Abdeckung gerichtet, um diese zu trock- 

10 nen. 

Die erfindungsgema&e Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zum Behan- 
deln von Substraten, bei dem das Substrat derart an einem Substrathalter ge- 
halten ist, daG die zu behandelnde Substratflache frei liegt und nach unten 
15 weist, und das Substrat mit dem Substrathalter gedreht wird, dadurch gelost, 
dafc eine Abdeckung am Substrathalter, die gemeinsam mit dem Substrathal- 
ter eine abgedichtete Kammer fur das Substrat bildet, befestigt wird. Durch 
die Befestigung der Abdeckung am Substrathalter und die Bildung der abge- 
schlossenen Kammer ergeben sich die schon oben ausgefuhrten Vorteile. 

20 

Bei einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung wird die vom 
Substrat abgewandte Seite der Abdeckung wahrend des Drehvorgangs ge- 
spult und/oder getrocknet. Durch die gleichzeitige Spulung und/oder Trock- 
nung mit dem Drehvorgang ergibt sich eine Zeitersparnis, da die Spulung 
25 und/oder Trocknung nicht in einem Zwischenschritt ausgefuhrt werden muB. 
Daruber hinaus fordern die durch den Drehvorgang entstehenden Zentrifugal- 
krafte die Spulung und/oder Trocknung. 

Vorzugsweise wird die Abdeckung zwischen aufeinanderfolgenden Drehyor- 
30 gangen gewendet, so da& immer eine gereinigte Seite der Abdeckung zu dem 
zu behandelnden Substrat weist, wahrend die vom vorhergehenden Drehvor- 
gang verschmutzte Seite vom Substrat abgewandt ist und gereinigt werden 
kann. 



WO 00/48744 PCT/EPOO/00380 

6 



Die Erfindung eignet sich besonders fur die Dunnschichttechnik, insbesondere 
fiir die Herstellung von LCD-Bildschirmen, Masken fur die Halbleiterfertigung, 
Halbleiter- oder Keramiksubstraten, urn dort rechteckige Oder runde Platten 
5 mit einer gleichmaBigen Schicht aus Lack oder anderen zunSchst flussigen 
Medien, wie Farbfiltern oder speziellen Schutzschichten zu versehen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele 
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erlautert; in den Zeichnungen zeigt: 

10 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung, bei der ein ein Substrat tragender Substrathalter und eine 
Abdeckung voneinander entfernt sind; 
Fig. 2 eine weitere schematische Darstellung der erfindungsgemaBen 
15 Vorrichtung gemaB Fig. 1, wobei die Abdeckung mit dem Sub- 

strathalter in Kontakt steht; 
Fig. 3 eine weitere schematische Darstellung der erfindungsgemaBen 
Vorrichtung gemaB Fig. 1, wobei die Abdeckung am Substrat- 
halter befestigt ist und sich mit diesem dreht; 
20 Fig. 4 eine weitere Darstellung der erfindungsgemaBen Vorrichtung 
gemaB Fig. 1, wobei die Abdeckung wieder vom Substrathalter 
entfernt ist und der Substrathalter von der Abdeckung weg be- 
wegt wird; 

Fig. 5 eine schematische Darstellung der erfindungsgemaBen Abdek- 
25 kun 9 und einer Aufnahme fur die Abdeckung, wobei die Abdek- 

kung wahrend eines Wendevorgangs gezeigt ist; 

Fig. 6 eine schematische Darstellung der Abdeckung und der Aufnah- 
me, bei der die Abdeckung auf der Aufnahme abgelegt ist; 

Fig. 7 eine vergroBerte Schnittdarstellung eines weiteren Ausfuhrungs- 
30 beispiels der Erfindung, die den Substrathalter und die Abdek- 

kung zeigt, in schematischer Darstellung; und 

Fig. 8 eine Draufsicht auf die erfindungsgemaBe Abdeckung gemaB Fig. 
7. 
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Die Fig. i bis 6 zeigen einen Funktionsablauf fur die erfindungsgema&e Be- 
schichtungsvorrichtung 1 der Erfindung. Die Vorrichtung 1 besteht im wesent- 
lichen aus einer Substrataufnahme- und Transporteinheit 2 und einer Abdeck- 
5 einheit 3. 

Die Aufnahme- und Transporteinheit 2 besitzt eine nicht naher dargestellte 
Transportvorrichtung und einen Substrathalter 5, der uber eine Drehwelle 6 
mit einer nicht naher dargestellten Drehvorrichtung gekoppelt ist. Die Drehvor- 
10 richtung steht mit der Transportvorrichtung in Verbindung und ist damit be- 
wegbar. Eine derartige Aufnahme- und Transporteinheit mit Transportvorrich- 
tung, Drehvorrichtung und Substrathalter ist beispielsweise aus der zuvor ge- 
nannten EP-A-0 711 108 bekannt, auf die zur Vermeidung von Wiederholun- 
gen insofern Bezug genommen wird. 

15 

Der Substrathalter 5 besteht aus einer Grundplatte 8, die auf ihrer zur Trans- 
portvorrichtung weisenden Oberseite eine Ausnehmung 10 zur entsprechen- 
den Aufnahme der Drehwelle 6 aufweist. Der Substrathalter 5 ist beziiglich 
einer Drehachse A der Drehwelle 6 rotationssymmetrisch ausgebildet. In der 
20 von der Transportvorrichtung weg weisenden Unterseite 1 1 der Grundplatte 8 
ist eine Ausnehmung 12 zur Aufnahme eines Substrats 13 ausgebildet. Das 
Substrat 13 wird so in der Ausnehmung 12 aufgenommen, da& eine zu be- 
schichtende Oberflache 15 des Substrats vom Substrattrager weg weist und 
frei liegt. Die Tiefe der Ausnehmung 12 entspricht der Dicke des aufzuneh- 
25 menden Substrats, so daB die Unterseite 1 1 der Grundplatte 8 bei eingesetz- 
tem Substrat 13 mit der zu beschichtenden Oberflache 15 des Substrats fluch- 
tet. Wahlweise kann die Unterseite 15 aber auch von der durch die Unterseite 
11 des Grundkorpers 8 definierten Ebene beabstandet sein, insbesondere 
uber die Unterseite 11 nach unten vorstehen. Das Substrat 13 wird uber , nicht 
30 dargestellte Vakuumoffnungen, die in der Grundplatte 8 ausgebildet sind und 
mit einer nicht naher dargestellten Unterdruckquelle, wie z. B einer Vakuum- 
pumpe, verbunden sind, am Substrathalter 5 gehalten. 
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Die Grundplatte 8 besitzt einen leicht konischen, sich nach unten verjungen- 
den Au&enumfang 16, der, wie nachfolgend beschrieben wird, als Zentrier- 
schrage dient. 

Der Substrathalter 5 weist neben den Vakuumoffnungen zum Halten des Sub- 
strats 13 eine weitere Vakuumhaltevorrichtung 17 mit napfformigen Vakuum- 
greifern 18 auf, die Qber nicht naher dargestellte Leitungen mit einer Unter- 
druckquelle in Verbindung stehen. Diese Unterdruckquelle ist dieselbe wie 
die, die mit den Vakuumoffnungen zum Halten des Substrats 13 in Verbindung 
steht. Die Vakuumgreifer 18 sind jedoch uber Ventile unabhangig von den Va- 
kuumoffnungen zum Halten des Substrats 13 mit Unterdruck beaufschlagbar. 
Die Vakuumgreifer 18 liegen radial benachbart zu der Grundplatte 8 des Sub- 
strathalters 5 und sind bezuglich der Unterseite 11 zuriickgesetzt. Obwohl in 
Fig. 1 nur zwei Vakuumgreifer 18 dargestellt sind, sei bemerkt, daB eine Viel- 
15 zahl von Vakuumgreifern 18 rotationssymmetrisch urn den Umfang des Sub- 
strathalters 5 herum vorgesehen ist. Start der Verwendung einer gemeinsa- 
men Unterdruckquelle fur die Vakuumhalter 1 8 und die Vakuumoffnungen fur 
das Substrat konnten auch zwei getrennte Unterdruckquellen verwendet wer- 
den. 

20 

Die Abdeckeinheit 3 besteht im wesentlichen aus einem Abdeckelement, kurz 
einer Abdeckung 20 und einem die Abdeckung aufnehmenden Aufnahmeele- 
ment bzw. einer Aufnahme 22. Die Aufnahme 22 besitzt - wie in Fig. 1 gezeigt 
ist - einen beckenformigen Querschnitt mit einer Bodenplatte 24 und einer 
25 sich senkrecht dazu erstreckenden Seitenwand 25. 

Die Abdeckung 20 besitzt eine Mittelwand 28 mit einer horizontalen Mittel- 
ebene B. Die Abdeckung 20 ist bezuglich der horizontalen Mittelebene B sym- 
metrisch, so daB nur der obere Teil der Abdeckung beschrieben wird. Von der 
30 Mittelwand 28 aus erstreckt sich rotationssymmetrisch bezOglich einer Mittel- 
achse C der Abdeckung 20 ein Flansch 30 nach oben. Der Flansch 30 bildet 
eine ebene Flache 31, die - wie nachfolgend beschrieben wird - mit den Va- 
kuumgreifern in Kontakt gebracht wird, urn dazwischen eine Verbindung zu 
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erzeugen. Benachbart zu der Mittelwand 28 weist der Flansch 30 eine bezug- 
lich der Mittelachse C rotationssymmetrisch ausgebildete Aussparung 32 auf. 
Die Aussparung 32 ist fluchtend mit der Mittelwand 28 ausgebildet. Durch die 
Aussparung 32 wird an dem Flansch 30 ein oberhalb der Aussparung 32 be- 

5 findlicher, rotationssymmetrischer Radialvorsprung 34 gebildet, der einen Teil 
der ebenen Flache 31 bildet. Der Innenumfang des Vorsprungs 34 ist dem 
Au&enumfang der Grundplatte 8 angepa&t, so daG, die Grundplatte 8 zwi- 
schen dem Vorsprung 34 des Flansches 30 aufgenommen werden kann, wo- 
bei der sich verjungende Aufcenumfang eine Zentrierung zwischen Substrat- 

10 halter 5 und Abdeckung 20 bewirkt. 

Wenn die Grundplatte 8 des Substrathalters 5 in der Abdeckung aufgenom- 
men ist, kommen die Vakuumgreifer 18 mit der ebenen Flache 31 des Flan- 
sches 30 in Eingriff. In dieser Position wird zwischen dem Substrathalter 5 
15 und der Abdeckung 20 eine Kammer 36 gebildet, wie beispielsweise in Fig. 2 
dargestellt ist. In dieser Position werden die Vakuumgreifer 18 mit Unterdruck 
beaufschlagt, so daB die Abdeckung 20 fest an dem Substrathalter 5 gehalten 
ist. 

20 Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist innerhalb der Aufnahme 22 eine auf die Untersei- 
te, insbesondere auf die Aussparung der Abdeckung 20 gerichtete Dtise 40 
vorgesehen, uber die ein Spiil- und/oder Trocknungsfluid auf die Unterseite 
der Abdeckung 20 gespritzt wird. Die Duse 40 ist innerhalb der Aufnahme 22 
bewegbar, wie durch den Pfeil D angezeigt ist. Statt der einen Dtise kann 

25 auch eine Vielzahl von Dusen vorgesehen sein. 

Die Abdeckeinheit 3 weist ferner eine nicht dargestelite Wendevorrichtung 
zum Wenden der Abdeckung 20 urn die Mittelebene B auf, wie in Fig. 5 dar- 
gestellt ist. 



30 



In Figuren 7 und 8 ist eine alternative Ausfuhrungsform des Substrathalters 5 
mit einer alternativen Ausfuhrungsform der Abdeckung 20 dargestellt. In den 



W ° 00/48744 PCT/EPOO/00380 

10 

Figuren 7 und 8 werden dieselben Bezugszeichen wie in den Fig. 1 bis 6 ver- 
wendet, soweit ahnliche oder gleiche Elemente betroffen sind. 

Der Substrathalter 5 weist wiederum eine Grundplatte 8 auf, die auf ihrer 
Oberseite eine Ausnehmung 10 zur Aufnahme einer Drehwelle aufweist. Im 
Gegensatz zu dem Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 1 bis 6 weist die zum Sub- 
strat weisende Unterseite 1 1 des Hauptkdrpers 8 keine Ausnehmung zur Auf- 
nahme des Substrats 13 auf. Die Unterseite 11 ist flach ausgebildet, und das 
Substrat 13 wird uber VakuumSffnungen 50 in dem Hauptkorper 1 1 an der 
Grundplatte 8 gehalten. Die Vakuumoffnungen 50 stehen, wie bei dem ersten 
Ausfuhrungsbeispiel gemaB den Fig. 1 bis 6, mit einer Unterdruckquelle in 
Eingriff. In der Unterseite 11 des Hauptkdrpers 8 ist eine die Vakuumoffnun- 
gen 50 umgebende Nut zur Aufnahme eines Dichtelements, wie beispielswei- 
se eines O-Rings 52 ausgebildet. 

Im Au&enbereich des Grundkorpers 8 des Substrathalters 5 sind mit einer 
Unterdruckquelle in Verbindung stehende Vakuumoffnungen 54 ausgebildet, 
welche die Vakuumgreifer 18 gemaS den Fig. 1 bis 6 ersetzen. Obwohl in Fig. 
7 nur zwei Vakuumoffnungen 54 dargestellt sind, sei bemerkt, daB eine Viel- 
zahl von Vakuumoffnungen 54 rotationssymmetrisch zu der Drehachse A des 
Substrathalters 5 vorgesehen ist. In der Unterseite 11 sind benachbart zu den 
Vakuumoffnungen 54 zwei umlaufende Nuten zur Aufnahme von Dichtelemen- 
ten 56, wie beispielsweise O-Ringen vorgesehen. 

Die Abdeckung 20 weist wiederum eine Mittelwand 28 mit einer Mittelebene B 
auf, zu der die Ober- und Unterseite der Abdeckung 20 symmetrisch sind. Da- 
her wird wiederum nur der Oberteil der Abdeckung 20 beschrieben. Im AuBen- 
bereich der Mittelwand 28 erstreckt sich wiederum ein umlaufender Flansch 
30 mit einer ebenen Oberseite 31 nach oben. Der Flansch ist beziiglich der 
Mittelachse C, die gemaR Fig. 7 mit der Rotationsachse A des Substrathalters 
5 zusammenfallt, rotationssymmetrisch. Der Flansch 30 weist wiederum eine 
benachbart zu der Mittelwand liegende und mit dieser fluchtende Aussparung 
32 auf. Durch die Aussparung 32 wird ein nach innen ragender Vorsprungs 34 



PCT/EPOO/00380 
WO 00/48744 

11 

des Flansches 30 gebildet. Der Innenumfang 62 des Vorsprungs ist derart 
bemessen, da& ein zu beschichtendes Substrat B ohne Kontakt mit dem Vor- 
sprung dazwischen aufnehmbar ist. Die Aussparung 32 weist eine schrage 
Oberseite 60 auf, so daB sich die Aussparung 32 radial nach auBen verjungt. 

5 

Der Flansch 30 weist einen weiteren sich axial von der ebenen Oberseite 31 
erstreckenden Vorsprung 64 auf, der eine sich nach unten verjungende Innen- 
umfangsflache 66 definiert. Die sich nach unten verjungende Innenumfangs- 
flache 66 ist an die AuBenumfangsform des Grundkorpers 8 des Substrathal- 

10 ters 5 angepaBt und bildet eine Zentrierschrage, so daB der Hauptkorper 5 
entlang der Innenumfangsflache 66 gleiten kann, bis die Unterseite 11 des 
Grundkorpers 8 des Substrathalters 5 auf der ebenen Oberseite 31 des Flan- 
sches 30 der Abdeckung 20 aufliegt. Durch die sich verjungende Innenum- 
fangsform wird eine Zentrierung des Substrathalters 5 bezuglich der Abdek- 

1 5 kung 20 und somit eine Zentrierung des Substrats 1 3 bezuglich des Substrat- 
halters 5 gewahrleistet. 

Obwohl gemaB Fig. 7 Dichtungen 56 in dem Grundkorper 8 vorgesehen sind, 
konnten diese in gleicher Weise in Ausnehmungen in der ebenen Oberseite 
20 31 der Abdeckung 20 ausgebildet sein. 



Fig. 8, welche eine Draufsicht auf die Abdeckung 20 zeigt, verdeutlicht neben 
der kreisrunden Form auch die Lage der ebenen Oberseite 31 des Flansches 
30, welche den Vakuumbereich bildet, der die Haftung der Abdeckung am 
25 Substrathalter gewahrleistet. Eine Verschmutzung dieses Bereichs ist bedingt 
durch seine Lage nahezu ausgeschlossen. 

Anhand der Fig. 1 bis 6 wird nun ein Funktionsablauf des erfindungsgema&en 
Beschichtungsverfahrens beschrieben, wobei der Ablauf in gleicher Weise fur 
30 die Elemente gemaB Fig. 7 gilt. 



In Fig. 1 wird die Substrataufnahme- und Transporteinheit 2 uber die Abdeck- 
einheit 3 bewegt, welche Ober eine nicht dargestellte Hubvorrichtung in Rich- 



WO 00/48744 



12 



PCT/EP00/00380 



tung der Substrataufnahme- und Transporteinheit angehoben wird, wie durch 
die jeweiligen Pfeile angezeigt ist. Die Substratflache 15 ist zu diesem Zeit- 
punkt, beispielsweise durch einen CapCoating Vorgang, wie er in der zuvor 
genannten EP-A-0 711 108 beschrieben ist, vorbeschichtet. Dureh den Cap- 
5 Coating Vorgang wird beispielsweise eine gleichmaBige Schicht in einem Dik- 
kenbereich von 1pm bis 2pm auf die zu beschichtende Substratflache aufge- 
bracht. 

Der Substrathalter 5 wird mit der Abdeckung 20 in Kontakt gebracht, wie in 
10 Fig. 2 gezeigt ist, und uber die Zentrierschrage 16 am Substrathalter bzw. die 
Zentrierschrage 66 an der Abdeckung zentriert, so daB die Drehachse A de - 
Substrathalters und die Mittelachse C der Abdeckung zusammenfallen. Dann 
wird die Abdeckung 20 durch Unterdruck - entweder uber die Vakuumgreifer 
18 Oder die Vakuumoffnungen 54 - angesaugt und fest am Substrathalter 5 
15 gehalten. Dadurch wird zwischen Substrathalter 5 und Abdeckung 20 eine 
hermetisch abgeschlossene Kammer 36 gebildet, die am besten in Fig. 7 zu 
sehen ist. 

Anschliefiend wird, wie in Fig. 3 gezeigt ist, die Aufnahme 22 leicht abge- 
20 senkt, so da& die Abdeckung 20 nicht mehr mit der Aufnahme 22 in Kontakt 
steht. Dann wird der Substrathalter uber die nicht dargestellte Drehvorrichtung 
gemeinsam mit dem daran befestigten Substrat 13 und der Abdeckung 20 ge- 
dreht, wobei von der vorbeschichteten Oberflache 15 des Substrats 13 Ober- 
schussiges Material abgeschleudert wird, welches sich infolge der Zentrifu- 
25 galkraft innerhalb der Aussparung 32 der Abdeckung 20 ansammelt. Dadurch, 
dafc sich das Substrat 13 wahrend des Schleudervorgangs in der hermetisch 
abgeschlossenen Kammer 36 befindet, wird eine homogene Beschichtung des 
Substrats mit Abweichungen hinsichtlich der Dicke der Beschichtung von klei- 
ner 1 % bei Schichtdicken im Bereich von 0,2pm bis 1,0pm uber die gesamte 
30 Substratflache erreicht. Insbesondere wird die Gleichma&igkeit der Beschich- 
tung in den Eckbereichen von rechteckigen Substraten verbessert. Es ver- 
bleibt nur ein kleiner Randbereich von weniger als 2mm, in dem die Gleich- 
ma&igkeit der Beschichtung nicht voll gewahrleistet werden kann. 
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Gleichzeitig wird uber die Diise 40 eine ein Losungsmittel enthaltende Spul- 
fliissigkeit auf die Unterseite der Abdeckung 20 gespritzt, urn diese zu reini- 
gen. Die Reinigungswirkung wird dabei durch die Drehung der Abdeckung 20 
, gefordert. Nach dem Aufspritzen der Spulflussigkeit wird ein Trocknungsfiuid 
auf die Unterseite der Abdeckung geleitet werden, um diese zu trocknen. 

Wie in Fig. 4 gezeigt ist, wird die Abdeckung 20 nach dem Schleudervorgang 
wieder auf der Aufnahme 22 abgelegt, und die Substrataufnahme- und Trans- 
3 porteinheit 2 wird aus dem Bereich der Abdeckeinheit 3 weg bewegt. Wie in 
Fig. 5 zu sehen ist, wird die Abdeckung 20 mittels einer nicht naher darge- 
stellten Wendevorrichtung um 180° bezuglich der horizontalen Mittelebene 
gewendet, wahrend die Aufnahme 22 abgesenkt ist, um das Wenden zu er- 
moglichen. 

5 

Wie in Fig. 6 gezeigt ist, wird die Aufnahme 22 nach dem Wendevorgang wie- 
der angehoben, und die Abdeckung 20 auf der Aufnahme 22 abgelegt. Nach 
dem Wendevorgang weist die zuvor gereinigte Seite der Abdeckung 20 nach 
oben, wahrend die durch den vorhergehenden Schleudervorgang verschmutz- 
>0 te Seite nach unten weist. Somit ist die Abdeckung 20 bereit for ihren Einsatz 
in einem neuen Schleudervorgang. 

Wie aus der obigen Beschreibung zu entnehmen ist, besitzt die Abdeckung 20 
keine eigene Drehachse, d. h. sie wird nicht selbst durch eine eigene Drehvor- 
25 richtung, sondern passiv durch den angetriebenen Substrathalter gedreht. 
Wiirde die Abdeckung durch eine eigene Drehvorrichtung aktiv gedreht wer- 
den, ware eine kompHzierte Anpassung und Ausrichtung der dabei entstehen- 
den zwei Drehachsen zueinander notwendig. 

30 Obwohl die Erfindung anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung beschrieben wurde, sei bemerkt, daB die Erfindung nicht darauf be- 
schrankt ist. Beispieisweise konnte die Abdeckung 20 fur den Schleudervor- 
gang auch mit Elektromagneten Oder durch andere Mittel, wie z. B. eine me- 
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chanische Klemmvorrichtung am Substrathalter befestigt werden. Auch ist ei- 
ne Reinigung der Abdeckung nicht gleichzeitig mit dem Schleudervorgang 
erforderlich, und sie konnte auch mittels einer Burste vor oder wShrend des 
Schleudervorgangs erfolgen. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung (1) zum Beschichten von Substraten (13), mit einem Sub- 
5 strathalter (5) an dem das Substrat derart gehalten ist, daB eine zu be- 

schichtende Substratflache (15) frei liegt und nach unten weist, und ei- 
ner Vorrichtung zum Drehen des Substrathalters (5), gekennzeichnet 
durch eine am Substrathalter (5) befestigbare Abdeckung (20), die ge- 
meinsam mit dem Substrathalter (5) eine abgedichtete, das Substrat 
10 (13) aufnehmende Kammer (36) bildet. 

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch eine Halteein- 
richtung (50) am Substrathalter (5) zum Halten des Substrats (13) mit 
Unterdruck. 

Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine 
Halteeinrichtung (18; 54) am Substrathalter (5) zum Halten der Abdek- 
kung (20) mit Unterdruck. 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halteeinrichtungen (50; 18, 54) fur das Sub- 
strat (13) und fur die Abdeckung (20) mit einer gemeinsamen Unter- 
druckquelle verbunden sind. 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, da& die Halteeinrichtungen (50; 18, 54) fur das Sub- 
strat (13) und fur die Abdeckung (20) unabhangig voneinander ansteu- 
erbar sind. 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch wenigstens eine den Unterdruckbereich zwischen dem 
Substrathalter (5) und der Abdeckung (20) begrenzende Dichtung. 



15 

3. 



20 4. 



25 5. 



30 6. 
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7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Vertiefung (12) im Substrathalter (5) zur wenigstens 
teilweisen Aufnahme des Substrats (13). 

5 8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Zentriereinrichtung (16; 66) zum gegenseitigen 
Zentrieren der Abdeckung (20) und des Substrathalters (5). 

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
10 zeichnet durch wenigstens eine Zentrierschrage (16; 66) am Substrat- 
halter und/oder an der Abdeckung. 

10. Vorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Abdeckung (20) zu einer Mittelachse (C) sym- 

15 metrisch ist. 

1 1 Vorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Aussparung (32) im AuSenbereich des die Kammer 
definierenden Teils der Abdeckung (20). 

20 

12. Vorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich die Aussparung (32) nach auBen verjiingt. 

13. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
25 gekennzeichnet, daB die Aussparung (32) auf ihrer zum Substrathalter 

weisenden Seite (60) abgeschragt ist. 

14. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Abdeckung (20) zu ihrer Mittelebene (B) sym- 

30 metrisch ist. 



15. 



Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Einrichtung zum Wenden der Abdeckung (20). 
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16. Vorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Aufnahme (22) zum Halten der Abdeckung (20). 

17. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Einrichtung zum Anheben und Absenken der Auf- 
nahme (22). 

18. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekenn- 
zeichnet durch eine Spul- und/oder Trocknungsvorrichtung (40) fur die 
Abdeckung (20). 

19. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Spul- und/oder Trocknungsvorrichtung (40) 
Teil der Aufnahme (22) ist und wenigstens eine auf die Abdeckung (20) 
und/oder die Aussparung (32) gerichtete Diise (40) aufweist. 



20. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB wenigstens eine Diise (40) mit einem Spul- 

20 und/oder Trocknungsfluid beaufschlagbar ist. 

21 . Vorrichtung (1 ) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Spulfluid ein Losungsmittel enthalt. 

2 5 22. Verfahren zum Beschichten von Substraten (13), bei dem das Substrat 
(13) derart an einem Substrathalter (5) gehalten ist, daB eine zu be- 
schichtende Substratflache (15) frei liegt und nach unten weist und das 
Substrat (13) mit dem Substrathalter (5) gedreht wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Abdeckung (20) am Substrathalter (5) befestigt/wird, 

30 die gemeinsam mit dem Substrathalter (5) eine abgedichtete Kammer 

(36) fur das Substrat (5) bildet. 
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23. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daft das Sub- 
strat (13) mit Unterdruck am Substrathalter (5) gehalten wird. 



24. Verfahren nach einem der Anspruche 22 Oder 23, dadurch-gekenn- 
zeichnet, daft die Abdeckung (20) mit Unterdruck am Substrathalter (5) 
gehalten wird. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 22 bis 24, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Abdeckung (20) und der Substrathalter vor dem Befestigen 
zueinander zentriert werden. 



26. Verfahren nach einem der Anspruche 22 bis 25, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Befestigung der Abdeckung (20) nach der Drehbehandlung 
unabhangig von der Befestigung des Substrats (13) gelost wird. 

27. Verfahren nach einem der Anspruche 22 bis 26, dadurch gekennzeich- 
net, daft die vom Substrat (13) abgewandte Seite der Abdeckung (20) 
wahrend des Drehvorgangs gespult und/oder getrocknet wird. 

28. Verfahren nach einem der AnsprQche 22 bis 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft ein Spul- oder Trocknungsfluid iiber wenigstens eine Dii- 
se (40) auf die Abdeckung geleitet wird. 

29. Verfahren nach einem der Anspruche 22 bis 27, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Abdeckung (20) zwischen aufeinanderfolgenden Dreh- 
vorgangen gewendet wird. 
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